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ご挨拶 
 

 この技術報告は，「半導体プロセス技術によるマイクロデバイス開発支援」を主な業務と

して，本学オープンファシリティセンター（２０２０年４月より技術部から改組）マイクロ

プロセス部門において，令和４年度に行った学内外への発表，当部門職員によるテクニカル

レポートについてまとめたものです。この報告集については，当部門の年報とし関連の皆様

に毎年ご覧いただいておりますが，ＭＥＭＳプロセス技術の基本的な実験データなどを適

宜ご利用いただければ幸いです。 

当部門は２００７年度のスタートから１６年経過し，実験設備も増え，ようやく皆様のご

要望にお応えできる場面が増えてまいりました。おかげさまで，研究教育支援の依頼も多方

面に渡り，従来の半導体，ＭＥＭＳ，材料物理化学分野に加え，バイオ分野への展開も含め

て将来は全学研究教育支援の「ハブ機能」を担えればと考えております。 

デバイス研究には，製作プロセス技術と評価分析技術が不可欠です。新しい概念のデバイ

スを研究開発しようとすれば，既存のプロセス技術だけでは不十分で新しいプロセス技術

を開発しなければならないことが少なくありません。また，所望のデバイスが製作できてい

るかどうかを確かめるには，プロセス毎にきちんとした評価を行い，ひとつずつ確かめなが

ら製作を進めていく必要があります。しかし，本学ではプロセス技術の研究支援体制が必ず

しも十分ではないことは皆様のご承知のとおりです。デバイス研究とプロセス研究を両立

させることは相当な努力を必要とします。これは，プロセス技術が専門知識とノウハウの集

合技術であることに起因します。したがって，プロセス技術を自由に扱えるようになるには

最先端の技術と基礎の双方の視点から経験を重ねることが必要であり，一朝一夕に手に入

れることができないという特徴をもっています。当部門ではこのような状況を鑑み，本学に

おけるプロセス技術の専門家集団として，本学の研究の発展に貢献したいと考えておりま

す。 

当部門では実験装置の運営管理だけではなく，少数精鋭で「技術の質」による貢献を目指

しています。当部門職員は，基盤的従来技術による研究支援業務のほか，各人がそれぞれの

担当分野を中心とした技術課題に取り組み，研究会や展示会等で最新の技術情報に接する

ことで研鑽を積んでいます。この冊子に収められた報告は，当部門職員の 1 年間の努力の

成果です。人材の育成には長い時間がかかりますが，日々努力を重ねて半導体やＭＥＭＳ関

連のプロセス技術・評価分析技術の専門家集団の組織として，本学の研究の発展に貢献した

いと思います。皆様には，長い目でご指導ご鞭撻をいただければ幸いに存じます。 

当部門が管理運営する装置群はやや古い原理的なものが多く，必ずしも最新鋭のものを

備えているわけではありません。しかし，大学における研究活動に使用する装置では，原理

がよくわかるということも学生への教育の観点からはたいへん重要なことです。また，原理

的な装置であればメンテナンスも改造も，自動化あるいはブラックボックス化された最新

設備よりも容易であり，使う側の自由度が大きく，新しいデバイスの製作上の要求に応えら



れるプロセス技術を開発するのに有利となります。このためには，われわれ自身で考えて発

展・応用できるように，常に基礎から最新までの技術情報を収集して理解するなど，日頃か

ら準備しておく必要があります。発足当初から取り組んでいるテクニカルレポートは２５

０報を超え，技術の蓄積が進んでまいりました。プロセス技術は経験が財産となりますから，

我々はこれからも地道に基礎技術を蓄積していく所存です。 

令和４年度からは，受託外部利用や年間パスポート制による他大学の学生への設備利用

も始まりました。このような制度に取り組めるのも，日頃からクリーンルームの円滑な運営

にもご協力いただいている利用者の皆様のおかげです。御礼申し上げます。 

最後になりましたが，渡辺治オープンファシリティセンター長，中村吉男オープンファシ

リティセンター副センター長，中村健太郎科学技術創成研究院未来産業技術研究所長，メカ

ノマイクロプロセス室運営委員長初澤毅教授および関係各位のご理解ご支援に深く感謝申

し上げます。 
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[ 時間 ] 

■ ミッションとビジョン 
１. 当部門の運営方針 

マイクロプロセス部門は，「半導体プロセス技術によるマイクロデバイス開発支援」を主な

業務とする研究支援部門です（本学規則による）。研究支援としては，半導体デバイスや

MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems)，あるいはバイオチップのプロセス技術および関連

材料の分析などを対象としております。当部門には，プラズマプロセス技術， SEM 観察，材料

分析，微細加工などの専門技術をもつ技術職員が集まり，半導体・MEMS プロセスで本学の研

究に貢献すべく活動しています。当部門の技術の核を，「真空技術・プラズマプロセス技術・電

子線技術」とし，支援する研究内容を理解し，個々の研究にふさわしい研究支援業務を行いたい

と考え日々研鑽を重ねております。また当部門の特色は，従来技術や基盤技術からの研究支援だ

けでなく，新技術や技術開発による研究支援を行っているところにあります。これは，新しいデ

バイス研究の進展には従来技術だけでなく新技術や新たな技術開発による支援が必要であるた

めです。研究が進展すれば新技術は従来技術となり，さらなる研究の進展のために新しい技術を

開発する，このような研究と研究支援のポジティブなループを形成することにより，本学の発展

に寄与したいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２. 現在の研究支援体制 

当部門では，「共通施設の装置の担当」と

「研究室からの研究支援依頼に基づく業

務」の両面から研究をサポートしておりま

す。 

「共通施設の装置の担当」では，専攻・研

究所などの共通施設あるいは共同で運営し

ている実験装置，研究室に設置されている

学内共同設備の実験装置を担当するという

形態で研究支援を行っております。担当内

容としては，当該実験装置を用いた測定，

分析，試料製作，学生への指導・講習，基本

特性に関する実験，メンテナンスなどを行

っております。 

研究 基盤技術・従来技術 技術開発・新技術 

基盤技術・従来技術 研究 技術開発・新技術 

[ 研究および技術のレベル ] 

 



「研究室からの研究支援依頼に基づく業務」では，各研究室で取り組んでいる研究に専門技術

の観点から関与し，研究実験の実施，技術開発，技術相談，実験の指導，実験装置のメンテナン

ス，装置の設計などを行っております。当部門は，すずかけ台キャンパスに所属しているため，

支援業務の多くがすずかけ台キャンパスの研究室ですが，研究支援対象は全学の研究室となり

ますので，大岡山キャンパスからも毎年数研究室から依頼を受けて研究支援業務を行っており

ます。 

 

当部門の研究支援の形態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．「最高の理工系大学」を「最高の研究教育支援」で支えるために 

当部門では，東工大ビジョン 2009 で提唱された「知・技・志・和の理工人の育成」を原点とし

て，本学が目指す方向と整合するよう，業務内容に適応するように「知・技・志・和」を以下の

ように理解して取り組んでいます。 

 

知：専門的知識を基盤とした， 

技：専門的技術により， 

志：研究教育支援のプロフェッショナルとしての意識をもって， 

和：研究教育支援の面から学内関連分野融合のハブ機能としても貢献する。 

 

新しいデバイス研究には，新しいプロセス技術の導入によるデバイス製作が必要となります。

当部門では，デバイス研究に最適なプロセス技術の提案や開発，観察・分析における最適な試料

準備の方法の提案や指導など，コンサルティングやより高度な実験にも取り組んで行きたいと

考えております。 

また，当部門では全員に科研費の応募を義務付けております。教員の皆様の科研費の分担者，

研究協力者や連携研究者などに研究支援のメンバーとして参加することも承りますので，随時

ご相談ください。 

研究と技術は車の両輪です。皆様の研究や本学の発展に貢献できるよう，当部門は専門的な技

術 協 力 で お 役 に 立 ち た い と 考 え て お り ま す 。 お 問 い 合 わ せ や ご 相 談 な ど ， semi-

mem@ofc.titech.ac.jp でお待ちしております。 

学院・研究院などの共通施設

あるいは共同で運営してい

る実験装置の担当等 

研究室に設置されている学内

共同設備の実験装置の担当 

研究室からの研究支援依頼 
（コラボレーション） 
（パートナーシップ） 

（実施例） 

共用クリーンルーム（メカノマ

イクロプロセス室）の実験装置

の担当（使用者への講習と基本

特性に関する実験） 

 

実験装置の保守等に関すること 

 

大学院の授業への協力 

（実施例） 
SEM，EDS 法による観察，分析
評価及び使用方法指導 
 
実験装置の保守等に関すること 
 
一般真空技術に対する支援 

（実施例） 
デバイス製作支援および 
新技術開発 
 
大学院生等の研究実験に
対する技術的助言・指導 
 
共同研究における技術支
援・技術開発の成果発表等 



 

■研究教育支援について 

▼研究支援依頼は年度単位（年度途中からでも可）でお引き受けしております。 

研究支援依頼は研究室等の教授または准教授から包括的に依頼を受け，実際の支援業務

は大学院生等から当部門担当者へ個別に依頼していただき，当事者間で調整の後，実施いた

します。 

これまでに，すずかけ台キャンパス，大岡山キャンパスの多数の研究室からご依頼をいた

だいております。 

なお，研究教育支援依頼書については次頁の書式をご利用ください。 

 

▼メカノマイクロプロセス室の利用も年度単位（年度途中からでも可，年会費制）です。 

メカノマイクロプロセス室の利用方法 運用規則（令和4年3月25日一部改訂）より 

１．メカノマイクロプロセス室は，クリーンルーム共用化に伴う共用設備です。管理運営

はオープンファシリティセンターマイクロプロセス部門および未来産業技術研究所から

なる運営委員会によるものとします。運営委員会の組織及び運営等については、別に定

めています。 

２．メカノマイクロプロセス室運営に必要な費用を，利用研究室に年会費制で分担をお願

いしています。 

学内の利用者 

（１）当該年度にメカノマイクロプロセス室を使用する学生とその主指導教員（教授また

は准教授）の登録が必要です。 

年会費制の分担金額は，主指導教員分を登録料40,000 円とします。主指導教員が指導

する学生1 人目の使用料を50,000 円，2 人目を40,000 円，3 人目を30,000 円，4 

人目以降をそれぞれ20,000 円とします。1 指導教員研究室の上限額は300,000 円と

する。年会費のみで当該年度に限り全ての装置を利用できます。 

大岡山研究室から薬品を持ち込む場合、登録保管および廃液負担料として、1 本あた

り2,000 円を別途いただきます。 

（２）研究室が使用する場合の分担金は，法人運営費での予算振替のみとします。登録者

の追加が必要となった場合には，速やかにメカノマイクロプロセス室幹事に連絡し，

追加の分担金をお支払いください。一度いただいた分担金は返還いたしません。 

学外の利用者 

（１）東京工業大学オープンファシリティセンター共用設備等他大学等学生年間パスポー

トを所持し必要に応じて提示してください。 

（２）主指導教員分の登録料 60,000 円とします。主指導教員が指導する学生 1 人あたり

の使用料を 50,000 円とします。 



３．装置の管理運営・講習等に関しては，オープンファシリティセンターマイクロプロセ

ス部門が行います。講習はすべて日本語で行います。外国人学生が利用する場合は研究

室の教員またはチューター学生等が付添い通訳をお願いします（装置マニュアルは日本

語と英語を用意しています）。 

４．費用措置方針 

A 設備／装置の購入、補修、維持費 

B 共通消耗品について 

メカノマイクロプロセス室を使用する研究室が共通で使用する頻度の高い以下の物品

等を共通消耗品とします。 

○ 薬品類：アセトン、IPA、BHF、クロムエッチャント、TMAH 

○ レジスト：AZ5214E，SML1000と現像液TMAH，ZED-N50 

○ ガス等：TEOS, O2, SF6, CHF3, CO2, CF4, C4F8, He, Ar, Kr, Xe, 液体窒素 

○ 実験消耗品：ワイプ、アルミホイル、スポイト、綿棒、カバーガラス、 

スパッタターゲット(Cr, SiO2) 

C 設備管理費 

・オープンファシリティセンターマイクロプロセス部門の設備管理基準相当の管理費用 

・メカノマイクロプロセス室の設備及び装置のメンテナンス、講習、実験立ち合い費用

を含めます。 

D 実験で必要な個別の消耗品について 

共通消耗品以外の消耗品は，各研究室でご準備ください。 

以上 

 

  



  年  月  日 

オープンファシリティセンター マイクロプロセス部門長 殿 

研究教育支援依頼書 

 

依頼者 

所属 ：  

職・氏名            ㊞ 

 

 

下記の通り研究教育支援業務を依頼します。 

 

業務内容： 

 

 

 

依頼期間：      年  月  日～      年  月  日 

 

 

業務担当者： 部門長及び各装置担当者 

 

備考： 

包括的に依頼しますが，各依頼は大学院生等から適宜行います。 

特に変更がない場合は来年度も継続します。 

 

※オープンファシリティセンター マイクロプロセス部門よりお願い 

論文や学会発表等で研究成果をご発表の際には，オーサーシップにご配慮いただくようお

願い申し上げます。 

 

※部門記入欄          

承認日      年    月   日          

オープンファシリティセンター 

マイクロプロセス部門 

部門長 松 谷 晃 宏 
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発表会，(2016年3月8日，東京工業大学)  

 

西岡國生，“ナノパターンモールドフォトマスクを用いた流路パターンの転写形成”， 平成2７年度東京
工業大学技術部 技術発表会，(2016年3月8日，東京工業大学) 

 

庄司大，“熱と光を同時に利用したナノインプリントのための透明ヒータの製作”，平成27年度 東京工業
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佐藤美那，“一つのステンシルマスクによる多サイズパターンのプロキシミティスパッタ成膜法の検討”， 

平成 26年度東京工業大学技術部 技術発表会， (2016年 3月 8日，東京工業大学) 

 

西岡國生，“ナノパターンモールドフォトマスクを用いた転写パターンの形成に関する実験”，平成27年
度実験・実習技術研究会in西京，P-081 (2016年3月3日，山口大学) 

 

庄司大，“熱と光を同時に利用したナノインプリントのための透明ヒータの開発”，平成27年度実験・実習
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大竹真理子，岸哲生，矢野哲司，松谷晃宏，西岡國生，“一方向性光結合を示すテルライトガラス回折
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古野慶太，松谷晃宏，宮本義孝，八木透，“メッシュフィルタへの人工細胞膜形成に関する研究 メッシ
ュフィルタへの人工細胞膜形成に関する研究”，日本機会学会第28回バイオエンジニアリング講演会，
1C23（2016年1月9日，東京工業大学） 



 

松谷晃宏, 髙田綾子，“タッピングによる酵母細胞の流路レス凝集パターン形成と単一細胞分離”，第7

回集積化ＭＥＭＳシンポジウム， 29pm-PM-3, （2015年10月29日，朱鷺メッセ）. 
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（2015年3月12日，東海大学） 
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西岡國生，“ナノパターンモールドフォトマスクと光ナノインプリントによる石英マイクロ流路の製作プロセ
スの提案”，平成26年度北海道大学総合技術研究会，P01-02B （2014年9月4日，北海道大学） 

 

佐藤美那，“圧力差を利用したキャップ固定による可搬式真空一貫プロセスの検討”，平成26年度北海
道大学総合技術研究会，P01-04B （2014年9月4日，北海道大学） 

 

橋詰竜慈，宮本義，松谷晃宏，八木 透，“軸索方向制御を目的としたマイクロチャネルの提案とその効
果検証”，医用・生体工学研究会，MBE-14-027 （2014年3月21日，東京工業大学） 

 

成木航，田原康佐，岩崎孝之，古山聡子，松谷晃宏，波多野睦子，“横型フッ化グラフェン－グラフェン
ヘテロ構造の作製”，2014年 第61回応用物理学会春季学術講演会，20a-E2-10 （2014年3月20日，青
山学院大学） 
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20日，青山学院大学） 
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析技術研究会，P-17，（2013年9月12日，鳥取大学） 
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田辺賢司，望月翔太，顧暁冬，松谷晃宏，小山二三夫 ，“Bragg反射鏡導波路からのVortexビームの
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庄司大，“ナノ粒子を用いた電子線のその場調整のための薄膜断面 TEM観察試料製作方法の開
発”，平成 24年度愛媛大学総合技術研究会，P016 (2013年 3月愛媛大学) 
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「2 次元マイクロ凹面鏡アレイとケーラー照明による単一細胞 2 次元アレイ操作技術の開発」 

 

松谷晃宏（研究代表者） 

基盤研究(C)，課題番号 26390037（平成 26 年度～28 年度） 

「半導体微細加工プロセスとクラドニ図形の融合による細胞の輸送と単一分離技術の開発」 

 

佐藤美那（研究代表者） 

奨励研究，課題番号 15H00361（平成 27 年度） 

「一つのステンシルマスクによる多サイズパターンのプロキシミティスパッタ成膜法の開発」 

 

佐藤美那（研究代表者） 

奨励研究，課題番号 26917015（平成 26 年度） 

「圧力差を利用したキャップ固定による試料の作製から分析までの可搬式真空一貫プロセス」 



 

松谷晃宏（研究代表者） 

基盤研究(C)，課題番号 23510141（平成 23 年度～25 年度） 

「半導体プロセスによる極狭スリット細胞分離マイクロ流路形成と単一細胞分離構造の融合」 

 

（旧職員分） 

庄司 大（研究代表者） 

奨励研究，課題番号 15H00362（平成 27 ～28 年度） 

「熱と光を同時に利用したナノインプリントのための透明ヒータの開発」 

 

西岡國生（研究代表者） 

奨励研究，課題番号 26917022（平成 26 年度） 

「ナノパターンモールドフォトマスクと光ナノインプリントによる石英マイクロ流路の製作」 

 

庄司 大（研究代表者） 

奨励研究，課題番号 25917015（平成 25～26 年度） 

「小型熱ナノインプリント装置用マイクロヒータの開発」 

 

庄司 大（研究代表者） 

奨励研究，課題番号 24918009（平成 24 年度） 

「ナノ粒子を用いた電子線のその場調整のための薄膜断面 TEM 観察試料製作方法の開発」 

 

西岡國生（研究代表者） 

奨励研究，課題番号 23917025（平成 23 年度） 

「微細放電加工機によるフォトマスクの製作」 

 

【産学連携関連】  

研究分担者：2015 年度 1 件，2014 年度 1 件，2013 年度 1 件，2012 年度 1 件，2011 年度 1

件， 2010 年度 3 件，2009 年度 2 件，2008 年度 2 件 

 

【セミナー】 

松谷晃宏，”マイクロ・ナノプロセスを利用した微細加工技術の応用”，第 72 回東京工業大学技

術交流セミナー，（2013 年 3 月 8 日，大田区産業プラザ） 

 

【展示会出展】 

セミコン・ジャパン 2013，出展者プレゼンテーション，“東京工業大学メカノマイクロプロセ



ス室におけるマイクロデバイス開発支援と共同研究について” （12 月 4 日講演），（2013 年

12 月 4 日～12 月 6 日，幕張メッセ） 

 

セミコン・ジャパン 2012，出展者ステージ，“東京工業大学メカノマイクロプロセス室におけ

るマイクロデバイス開発支援” （12 月 6 日講演），（2012 年 12 月 5 日～12 月 7 日，幕張メ

ッセ） 

 

イノベーションジャパン 2010，B-12 “2 次元マイクロピラーアレイ構造を用いた単一細胞分離

技術” （2010 年 9 月 29 日～10 月 1 日，東京国際フォーラム） 

 

【見学】 

モスクワ電子工科大学（Moscow Institute of Electronic Technology）から Vice-Rector for 

Research 他 2 名，（2013 年 7 月 9 日） 

 

【受賞】 

松谷晃宏，令和 2 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰研究支援賞，”共用クリーンルームの運

営と技術開発による先端研究への貢献” 

 

 

■学内外委員等（2008 年度から 2022 年度，現職員） 

松谷晃宏 裁判所専門委員（知的財産権訴訟），2006 年 4 月～現在 

松谷晃宏   応用物理学会，プログラム編集委員（新技術・複合新領域），2009 年 5 月～現

在 

松谷晃宏   応用物理学会，講演会企画運営委員，2011 年 5 月～2016 年 4 月 

松谷晃宏   応用物理学会，論文賞委員， 2014 年 5 月～2016 年 4 月 

松谷晃宏   技術部部門長（旧研究支援センター長）会議 2008 年 4 月～現在 

松谷晃宏   技術部委員会 2011 年 4 月～2013 年 3 月，2017 年 4 月～現在 

松谷晃宏   精密工学研究所大震災による節電等対応委員会オブザーバー2011 年 4 月～2013 年 3 月 

佐藤美那   精密工学研究所安全衛生委員会オブザーバー，2012 年 4 月～2013 年 3 月 

佐藤美那   すずかけ台地区専任衛生管理者、2014 年 4 月～2016 年 3 月 

佐藤美那    すずかけ台地区代議員，2018 年 4 月～2019 年 5 月 

遠西美重   すずかけ台地区代議員，2019 年 6 月～2020 年 3 月 

 

 

 



■定期的に技術情報の収集を行っている学会，展示会等 

SEMICON Japan，nano tech Japan，ナノ・マイクロビジネス展，ファーマラボ EXPO，応用物

理学会，他  
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